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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

直径が明記された市販の金ナノ粒子について、超高分解能電界放出形走査電子顕微
鏡を用いて形状観察を行いました。装置に搭載されている各種検出器：二次電子像・
反射電子像・透過像を使用し、像の見え方がどのように異なるのか、把握すること
を目的としました。

実験
Experimental

粒径が明記された金属ナノ粒子をTEMグリッド状に分散させ、試料作製を行い、超
分解能走査電子顕微鏡(HK-404)にて観察を行いました。

結果と考察
Results and Discussion

加速電圧、照射電流、作動距離、検出器をパラメータとし、16パターンの走査電子
顕微鏡像を得ました。金属ナノ粒子の二次電子像・反射電子像の最表面観察におい
ては、3.0 kV , 10.0 uA , Normal-5.0 , WD 3 mmが、二次電子像・反射電子像の空
間分解能判定および透過像については25.0 kV , 10.0 uA , Normal-5.0 , WD 8 mm
が最適条件であることが判明しました。今回の結果を見比べる限りは、それぞれの
検出器の幾何学的配置も考慮に入れたうえで、各像種についての最適な条件をきち
んと出すことが肝要であるといえます。これらのデータはすべてRDEにアップロー
ドいたしますので、電子顕微鏡画像の二値化処理やピクセルごとの輝度情報を利用
した解析などにお役立ていただけると幸いです。
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